Patentkrav

1. Forfarande for tillhandahallande av ett positioneringssystem for stralmal, varvid forfa-

randet innefattar:

bestimning (S110) av ett stralmal (150) och en dotterprodukt framstilld frén strdlma-
let (150);

bestdmning (S120) av fysikaliska egenskaper for ett stralningsfalt for vilket strilméalet
(150) kommer att exponeras;

konfigurering (S130) av stralmalet, en stralmalsplatta (100), och en héllare (200) for
stralmalet for att framstilla dotterprodukten nér stralmalet (150) &r ilastat i strdlmalsplattan (100) och
hallaren (200) for malplattan i stralningsfiltet.

2. Forfarande enligt krav 1, vidare innefattande:
lastning av stradlmalet (150) i stralmalsplattan (100) och hallaren (200) f6r mélplattan;
och
bestralning (S140) av stralmélet (150) ilastat i stralmalsplattan (100) och héllaren
(200) for malplattan i stralningsfiltet for att framstilla dotterprodukten.

3. Férfarande enligt krav 2, varvid stralningsféltet 4r ett neutronfléde som innefattar ter-
miska neutroner som framstills i en lattvattenreaktor.

4. Férfarande enligt krav 2, varvid konfigureringen (S130) innefattar tillhandahéllande
av atminstone en/ett av
en form, storlek och kint absorptionstvérsnitt for strdlmalet (150),
en konstant position for stralmélet (150) i stralningsfiltet vilken skall upprétthallas av
stralmalsplattan (100) och hallaren (200) for malplattan, och
material for stralmalsplattan (100) och hallaren (200) for plattan med ként absorpt-
ionstvirsnitt for stralningsfiltet.

5. Forfarande enligt krav 1, varvid stralningsfiltets fysikaliska egenskaper innefattar at-
minstone en av strilningstyp och stralningsenergifordelning &ver positionen.

6. Forfarande enligt krav 1, varvid strdlmaélet (150) ér tillverkat av ett material innefat-
tande Atminstone ett av kobolt (Co), krom (Cr), koppar (Cu), erbium (Er), germanium (Ge), guld (Au),
holmium (Ho), iridium (Ir), lutetium (Lu), molybden (Mo), palladium (Pd), samarium (Sm), tulium
(Tm), ytterbium (Yb) och yttrium (Y).

7. Forfarande enligt krav 1, varvid konfigureringen (S130) innefattar,
tillhandahallande av &tminstone en lastningsposition (101) i malplattan (100) for
stralmalet (150),
definiering av ett hal (102) i malplattan (100) vid varje lastningsposition (101), varvid
halet (102) konfigureras for att halla kvar stralmalet (150) i malplattan (100), och
placering av tminstone ett distanselement (105) for malet i halet (102) for att halla
stralmalet (150) vid en konstant position inom lastningspositionen (101).



8. Forfarande enligt krav 7, varvid konfigureringen (S130) vidare innefattar placering av
atminstone en distansplatta (203) i hallaren (200) for malplattan for att halla malplattan (100) och &t-
minstone en lastningsposition (101) vid konstant position inom stralningsfiltet.

9. Positioneringssystem for strdlméal (150) innefattande:

en malplatta (100) som definierar ett flertal hal (102);

atminstone ett stradlmal (150) kvarhallet i flertalet hal (102);

atminstone ett distanselement (105) fér malet, som positionerar det, d&tminstone ett,
stralmalet (150) i flertalet hal (102);

en héallare (200) f6r malplattan som haller kvar malplattan (100); och  dtminstone en
distansplatta (203) som halls kvar av héllaren (200) for malplattan med mélplattan (100), varvid mél-
plattan (100), det, atminstone ett, distanselementet (105) for mélet, hillaren (200) for mélplattan, och
den, atminstone en, distansplattan (203) 4r konfigurerade for att tillsammans halla det, 4tminstone ett,
stralmalet (150) vid en konstant position inom stralningsfiltet.

10. System enligt krav 10, varvid det, dtminstone ett, stralmalet (150) ér ett flertal strdlmal
(150), och varvid malplattan (100), det, &tminstone ett, distanselementet (105) for mal, hllaren (200)
for malplattan, och den, tminstone en, distansplattan (203) &r konfigurerade tillsammans for att halla
varje strilmal (150) av flertalet stralmal vid en konstant position inom ett stralningsfilt, och varvid
varje stralmals (150) konstanta position har en visentligen lika stor mdngd av exponering mot strél-
ningsfiltet.
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